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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微細な凹凸パターンを有するモールドを被転写材料に押圧した後に前記モールドを前記
被転写材料から剥離することで前記被転写材料の表面に前記凹凸パターンを転写するパタ
ーン転写装置であって、
　パターン転写前に前記モールド又は前記被転写材料に所定の表面処理を施す前処理機構
と、
　前記前処理機構によって施された前記表面処理に関する情報を、前記被転写材料のパタ
ーン転写された領域と関連付けした位置に記録する情報記録機構と、
　記録された前記情報を読み出す判読機構と、
　前記判読機構によって判読した前記情報に基づいて、前記パターン転写された領域の前
記被転写材料に所定の後処理を施す後処理機構と、
を備えることを特徴とするパターン転写装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のパターン転写装置において、
　前記情報記録機構は、前記情報を、印字、刻印、及び貼付物の少なくともいずれか一つ
で記録することを特徴とするパターン転写装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載のパターン転写装置において、
　前記モールドがベルト状に形成されていることを特徴とするパターン転写装置。
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【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか１項に記載のパターン転写装置において、
　前記前処理機構が、前記モールドの表面に離型剤を供給する離型剤供給機構であること
を特徴とするパターン転写装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のパターン転写装置において、
　前記後処理機構が、
　前記被転写材料のパターン転写された領域を打ち抜いて分離回収する回収機構、
　前記被転写材料のパターン転写された領域に所定の波長の光を照射する光照射機構、及
び前記被転写材料のパターン転写された領域に所定の液体又は気体を供給して洗浄する清
浄化機構のうちの少なくとも一つの機構を備えて構成されていることを特徴とするパター
ン転写装置。
【請求項６】
　微細な凹凸パターンを有するモールドを被転写材料に押圧した後に前記モールドを前記
被転写材料から剥離することで前記被転写材料の表面に前記凹凸パターンを転写するパタ
ーン転写方法であって、
　パターン転写前に前記モールド又は前記被転写材料に所定の表面処理を施す前処理工程
と、
　前記前処理工程によって施された前記表面処理に関する情報を、前記被転写材料のパタ
ーン転写された領域と関連付けした位置に記録する情報記録工程と、
　前記情報を読み取る判読工程と、
　前記判読工程によって判読した前記情報に基づいて、前記パターン転写された領域の前
記被転写材料に所定の後処理を施す後処理工程と、
を有することを特徴とするパターン転写方法。
【請求項７】
　請求項６に記載のパターン転写方法において、
　前記情報記録工程は、前記情報を、印字、刻印、及び貼付物の少なくともいずれか一つ
で記録することを特徴とするパターン転写方法。
【請求項８】
　請求項６又は請求項７に記載のパターン転写方法において、
　前記前処理工程が、前記モールドの表面に離型剤を供給する離型剤供給工程であること
を特徴とするパターン転写方法。
【請求項９】
　請求項６から請求項８のいずれか１項に記載のパターン転写方法において、
　前記後処理工程が、
　前記被転写材料のパターン転写された領域を打ち抜いて分離回収する回収工程、
　前記被転写材料のパターン転写された領域に所定の波長の光を照射する光照射工程、及
び前記被転写材料のパターン転写された領域に所定の液体又は気体を供給して洗浄する清
浄化工程のうちの少なくとも一つの工程を有することを特徴とするパターン転写方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微細な凹凸パターンをナノインプリント法で被転写材料に転写するパターン
転写装置及びパターン転写方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイの反射防止フィルム、導光板等の光学部品、細胞培養シート等
のバイオデバイス、太陽電池、発光装置等の電子デバイスにおいては、その性能の向上を
図り、そして所望の機能を発現させるために、各種材料の表面に微細な凹凸パターンを形
成した部材が使用されている。
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　従来、微細な凹凸パターンを形成する技術としては、ナノインプリント技術が知られて
いる（例えば、特許文献１、特許文献２及び非特許文献１参照）。
　このナノインプリント技術とは、ナノメートルサイズの微細な凹凸パターンを有するモ
ールドを、基板の表面に塗布した樹脂に型押しして転写する技術である。ちなみに、特許
文献１、特許文献２及び非特許文献１の転写技術は、樹脂に平板状のモールドをスタンプ
式に押し付けるものである。
【０００３】
　また、ローラータイプのモールドを使用した転写技術も知られている（例えば、特許文
献３及び非特許文献２参照）。この転写技術によれば、連続的に回転するモールドに被転
写材料を連続して供給することができるので、平板状のモールドを使用したスタンプ式の
転写技術（例えば、特許文献１、特許文献２及び非特許文献１参照）と比較して、転写工
程を高速化することができる。
【０００４】
　また、本発明者らは、ベルトタイプのモールドを使用した転写技術を開示している（特
許文献４及び特許文献５参照）。この転写技術によれば、被転写材料に対してベルトタイ
プのモールドが供給されることによって、平板状のモールドを使用したスタンプ式の転写
技術（例えば、特許文献１、特許文献２及び非特許文献１参照）と比較して、転写工程を
高速化しつつ、パターン転写精度を、より向上させることができる。
【０００５】
　ところで、ナノインプリント技術においては、一般に、モールドと被転写材料とが付着
してしまうことを防止するために、モールドの表面の化学種と共有結合するようなフッ素
系材料等からなる離型層を予めモールド全体に形成する。このような離型層は、パターン
転写を繰り返すにつれて離型層を構成する材料が脱落して離型性が徐々に低下していく。
そのため、モールドの転写不良やモールドに目詰まりが生じると、モールドを新しいもの
と交換したり、モールドの表面に新たに離型層を形成する再生処理を行ったりする必要が
ある。
【０００６】
　これに対して、特許文献４及び特許文献５の転写技術では、パターン転写を複数回繰り
返した後のモールド表面に、このモールド表面の化学種と共有結合するのではなく、モー
ルド表面に吸着する非反応型離型剤を逐次供給する。したがって、この転写技術によれば
、モールドの離型性の低下を防止することができると共に、モールドの転写不良や目詰ま
りを防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第５２５９９２６号明細書
【特許文献２】米国特許第５７７２９０５号明細書
【特許文献３】特開２００６－３２６９４８号公報
【特許文献４】特開２００９－１５８７３１号公報
【特許文献５】特開２００９－０７８５２１号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】S.Y.Chou et al.,Appl.Phys.Lett.、vol.67,p.3114(1995)
【非特許文献２】Hua Tan et al.,J.Vac.Sci.Technol.B16(6),p.3926(1998)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところが、非反応型離型剤をモールド表面に逐次供給する離型処理（特許文献４及び特
許文献５参照）においては、パターン転写するたびにモールド表面の非反応型離型剤が被
転写材料の表面に移動する。そして、この非反応型離型剤の移動量、言い換えれば、被転
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写材料表面への非反応型離型剤の付着量は、非反応型離型剤をモールド表面に供給した直
後と、複数回のパターン転写を繰り返した後とでは異なる。そのため、被転写材料にパタ
ーン転写して得られた製品（デバイス）の性能にバラツキを生じさせる虞がある。
　また、このようなモールド表面に対する離型処理に限らず、パターン転写を連続的に行
いつつ、モールド又は被転写材料に所定の処理を施す場合においてもこれと同様に、得ら
れる製品（デバイス）の性能にバラツキを生じさせる虞がある。
【００１０】
　そこで、本発明の課題は、被転写材料にパターン転写して得られる製品（デバイス）の
性能を安定化させることができるパターン転写装置及びパターン転写方法を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決する本発明は、微細な凹凸パターンを有するモールドを被転写材料に押
圧した後に前記モールドを前記被転写材料から剥離することで前記被転写材料の表面に前
記凹凸パターンを転写するパターン転写装置であって、パターン転写前に前記モールド又
は前記被転写材料に所定の表面処理を施す前処理機構と、前記前処理機構によって施され
た前記表面処理に関する情報を、前記被転写材料のパターン転写された領域と関連付けし
た位置に記録する情報記録機構と、記録された前記情報を読み出す判読機構と、前記判読
機構によって判読した前記情報に基づいて、前記パターン転写された領域の前記被転写材
料に所定の後処理を施す後処理機構と、を備えることを特徴とする。
【００１２】
　また、前記課題を解決する本発明は、微細な凹凸パターンを有するモールドを被転写材
料に押圧した後に前記モールドを前記被転写材料から剥離することで前記被転写材料の表
面に前記凹凸パターンを転写するパターン転写方法であって、パターン転写前に前記モー
ルド又は前記被転写材料に所定の表面処理を施す前処理工程と、前記前処理工程によって
施された前記表面処理に関する情報を識別マークとして前記被転写材料のパターン転写し
た領域と関連付けされた位置に記録する情報記録工程と、前記前処理工程によって施され
た前記表面処理に関する情報を、前記被転写材料のパターン転写された領域と関連付けし
た位置に記録する情報記録工程と、前記情報を読み取る判読工程と、前記判読工程によっ
て判読した前記情報に基づいて、前記パターン転写された領域の前記被転写材料に所定の
後処理を施す後処理工程と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、被転写材料にパターン転写して得られる製品（デバイス）の性能を安
定化させることができるパターン転写装置及びパターン転写方法を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るパターン転写装置を模式的に示す構成説明図である
。
【図２】図１のパターン転写装置の情報記録機構の周辺を示す部分斜視図である。
【図３】図２に示す情報記録機構の変形例を示すパターン転写装置の部分斜視図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るパターン転写装置を模式的に示す構成説明図である
。
【図５】図４のパターン転写装置の情報記録機構の周辺を示す部分斜視図である。
【図６】図５に示す情報記録機構の変形例を示すパターン転写装置の部分斜視図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係るパターン転写装置を模式的に示す構成説明図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　以下に、本発明の第１実施形態から第３実施形態について適宜図面を参照しながら詳細
に説明する。
（第１実施形態）
　構成説明図である図１に示すように、本実施形態に係るパターン転写装置１Ａは、モー
ルド２を予め定められたモールド搬送経路１５に沿って搬送するモールド搬送機構１０と
、被転写材料３を予め定められた被転写材料搬送経路１６に沿って搬送する被転写材料搬
送機構１１と、モールド２と被転写材料３とを互いに押圧するための押圧機構４Ａと、モ
ールド２に離型剤を供給する離型剤供給機構７と、情報記録機構１２と、判読機構１３と
、後処理機構１４と、を備えている。
【００１６】
　なお、本実施形態での離型剤供給機構７は、ロール８ｄからロール８ａに向かう区間の
モールド搬送経路１５上で離型剤をモールド２に供給するように配置されているが、離型
剤供給機構７の配置位置はこれに限定されるものではなく、ロール８ｃからロール８ｄに
向かう区間、又はロール８ａからロール８ｂに向かう区間のモールド搬送経路１５上で離
型剤を供給するように配置されていてもよい。また、離型剤供給機構７は、モールド搬送
経路１５上で複数箇所に配置されていてもよい。また、離型剤供給機構７としては、モー
ルド２の凹凸パターンの表面に離型剤を付与して離型層を形成することができればいかな
る構成であってもよく、例えば、離型剤にモールド２を浸漬し、又は離型剤をモールド２
に塗布する構成が挙げられる。ちなみに、塗布する方式としては、例えば、スプレー式、
インクジェット式、ディスペンサー式、ブラシ式等のいずれであってもよい。なお、常温
で固体の離型剤については、適当な溶媒又は分散媒によって溶液又は分散液を調製して使
用することができる。
【００１７】
　離型剤供給機構７から供給される離型剤としては、モールド２の表面の化学種と共有結
合しない、いわゆる非反応型離型剤が望ましく、具体的にはフッ素系離型剤が望ましい。
中でも、分子末端に極性基を有するフッ素系離型剤が望ましく、特に、水酸基、エーテル
基及びエステル基の少なくとも１種を分子末端に有するフッ素系離型剤が望ましい。
【００１８】
　本実施形態でのモールド２は、ベルト状に形成されると共に環状になってエンドレスベ
ルト状のモールド２となっている。このモールド２は、被転写材料３と接する環状の外側
となる面に、被転写材料３に転写する微細な凹凸パターン（図示省略）を有している。こ
の凹凸パターンは、その凹部と凸部が繰り返して連続に形成されたパターンであり、凹部
の深さ（又は凸部の高さ）、凹部の幅（又は凸部の幅）、凹部同士の間隔（又は凸部同士
の間隔）がナノメートルオーダで形成されている。
　ちなみに、その凹凸形状は、このパターン転写装置１Ａで得られる微細構造体の用途に
応じて適宜に設定することができ、例えば、柱状、穴状、ラメラ状（襞状）等が挙げられ
る。また、凹凸パターンは、モールド２の全周に亘って形成されていてもよいし、モール
ド２の一部に形成されていてもよい。
【００１９】
　本実施形態でのモールド２の材質としては、可撓性を有すると共に、要求される強度と
加工精度を実現できるものであれば特に制限は無い。例えば、各種金属、各種樹脂等が挙
げられる。金属としては、ニッケルが望ましく、樹脂としては、ポリイミド樹脂及び光硬
化性樹脂が望ましい。また、このようなモールド２は、前記した凹凸パターンが形成され
るニッケル等の金属やポリイミド樹脂等の樹脂と、これを支持する、例えば、ステンレス
、芳香族ポリアミド樹脂（例えばケブラー（登録商標）樹脂）等のベース部材が一体とな
った複合積層体とすることができる。
【００２０】
　本実施形態でのモールド搬送機構１０は、環状のモールド２が掛け渡される複数のロー
ル８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄと、これらのロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを予め定められた
回転角度ごとに断続的に回転駆動するステッピングモータ等の駆動機構（図示省略）とで
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構成されている。本実施形態でのロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄは、環状のモールド２の
内側と接するように配置されている。
【００２１】
　前記した駆動機構は、各ロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄを反時計周りに断続的に回転（
左回転）させることでモールド２を断続的に左回転させて、後記する押圧機構４Ａへモー
ルド２を、所定の長さごとに断続的に、かつエンドレスに送り込むようになっている。ロ
ール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄの駆動機構（図示省略）の回転角度は、例えば、押圧機構４
Ａへ送り込まれるモールド２の長さが予め定められた長さとなるように設定されている。
なお、図１中、符号Ｘを付した矢印はモールド２の搬送方向を示している。
【００２２】
　４つのロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄのうち、後記する被転写材料搬送機構１１によっ
て搬送される被転写材料３にモールド２を押し当てるように配置される２つのロール８ｂ
，８ｃは、搬送されるモールド２の上流側のロール８ｂでモールド２を被転写材料３と接
するように送り込み、下流側のロール８ｃでモールド２を被転写材料３から引き離すよう
に機能している。なお、これらのロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄは、この４つに限定され
るものではなく、前記したロール８ｂ，８ｃの機能を有するものを少なくとも有していれ
ば、３つ又は５以上であってもよい。
【００２３】
　本実施形態での被転写材料３は、長尺のベルト状に形成されたものであって、熱可塑性
樹脂製のフィルム材で形成されている。この熱可塑性樹脂としては、このパターン転写装
置１Ａで得られる微細構造体の用途に応じて適宜に選択することができ、中でもガラス転
移温度Ｔｇが１００℃から１６０℃程度のものが望ましく、具体的には、例えば、ポリス
チレン、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート等が挙げられる。この被転写材料
３は、次に説明する被転写材料搬送機構１１の送出しリール９ａに巻回されて収納されて
いる。なお、本実施形態での被転写材料３は、熱可塑性樹脂で形成された単一層からなる
フィルム材を想定しているが、少なくとも一方の最外層が熱可塑性樹脂で形成された多層
構成であってもよい。
【００２４】
　本実施形態での被転写材料搬送機構１１は、前記した被転写材料３を巻回して収納する
送出しリール９ａと、この送出しリール９ａから送り出された被転写材料３を巻き取る巻
取りリール９ｂと、少なくとも被転写材料３を巻き取るように巻取りリール９ｂを予め定
められた回転角度ごとに断続的に回転駆動するステッピングモータ等の駆動機構（図示省
略）とを備えている。この駆動機構は、巻取りリール９ｂを予め定められた回転角度ごと
に断続的に回転させることで、予め定められた所定の長さごとに断続的に被転写材料３を
巻き取るように構成されている。言い換えれば、巻取りリール９ｂは、駆動機構によって
、被転写材料３を予め定められた長さごとに送出しリール９ａから引き出して、後記する
押圧機構４Ａへ送り込むようになっている。なお、図１中、符号Ｙを付した矢印は被転写
材料３の搬送方向を示している。
【００２５】
　本実施形態での巻取りリール９ｂの駆動機構は、前記したロール８ａ，８ｂ，８ｃ，８
ｄの駆動機構と同期して、被転写材料３を押圧機構４Ａへ送り込むタイミングを、モール
ド２を押圧機構４Ａへ送り込むタイミングと一致させると共に、押圧機構４Ａへ送り込む
被転写材料３の長さと、押圧機構４Ａへ送り込むモールド２の長さとを一致させている。
　つまり、本実施形態に係るパターン転写装置１Ａは、モールド２と被転写材料３とを重
ね合わせた状態で押圧機構４Ａに送り込むようになっている。なお、本実施形態では巻取
りリール９ｂにのみ駆動機構を設けているが、巻取りリール９ｂの回転に同期して送出し
リール９ａを回転させる駆動機構を備えていてもよい。
【００２６】
　また、モールド２と被転写材料３とが密着している場合には、被転写材料搬送機構１１
に前記駆動機構を設けていないとしても、モールド搬送機構１０を駆動させてモールド２
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を押圧機構４Ａへ送り込むことによって、モールド２と被転写材料３とを同時に搬送する
ことも可能である。また、被転写材料搬送機構１１には、被転写材料３に弛みが生じない
ようにする張力調整機構（図示省略）を備えていてもよい。
 
【００２７】
　本実施形態での押圧機構４Ａは、ロール８ｂとロール８ｃとの間で搬送されるモールド
２と、この搬送区間のモールド２に重ね合わせられるように搬送される被転写材料３とを
挟み込んで押圧するように構成されている。この押圧機構４Ａは、ロール８ｂとロール８
ｃとの間の区間で、モールド２及び被転写材料３を挟み込むように対向して配置される上
側押圧部材６ａ及び下側押圧部材６ｂと、上側押圧部材６ａ及び下側押圧部材６ｂを、モ
ールド２及び被転写材料３に押し付け、又はこれらから離反するように移動させる駆動装
置（図示省略）とを備えている。ちなみに、この駆動装置の押し付けと離反の動作は、モ
ールド２及び被転写材料３の搬送が停止している際に行われる。
【００２８】
　また、上側押圧部材６ａには、ヒータ（図示省略）が内蔵されている。このヒータは、
被転写材料３に押し付けられたモールド２を介して被転写材料３を加熱することによって
、被転写材料３（熱可塑性樹脂）をそのガラス転移温度Ｔｇ以上に昇温するものである。
なお、本実施形態では、上側押圧部材６ａにのみヒータを配置することを想定しているが
、下側押圧部材６ｂにのみヒータを配置する構成であってもよいし、両方の上側押圧部材
６ａ及び下側押圧部材６ｂにヒータを配置する構成であってもよい。
　このような押圧機構４Ａによれば、モールド２の微細な凹凸パターンを被転写材料３に
転写することができる。
【００２９】
　本実施形態での情報記録機構１２は、押圧機構４Ａの上側押圧部材６ａ及び下側押圧部
材６ｂと横並びに配置される上側押圧部材１９ａと下側押圧部材１９ｂとを備えている。
　次に参照する図２は、図１のパターン転写装置の情報記録機構の周辺を示す部分斜視図
である。
【００３０】
　図２に示すように、上側押圧部材１９ａと下側押圧部材１９ｂは、モールド２と並走す
るように被転写材料３に重ねられる情報記録用モールド２０と、被転写材料３とを挟んで
押圧するように構成されている。そして、上側押圧部材１９ａ及び下側押圧部材１９ｂの
少なくともいずれか一方にヒータが配置されている。そして、所定のタイミングで情報記
録用モールド２０と被転写材料３とを挟んで押圧することで、被転写材料３のパターン転
写された領域と関連付けされた位置に対して、文字や記号などの情報を刻印で記録するよ
うになっている。
【００３１】
　なお、本発明での情報記録機構１２は、このような側押圧部材１９ａ及び下側押圧部材
１９ｂの構成に限定されずに、例えば、インクジェットによる印字、印章による刻印、操
作型レーザによる直接描画のほか、所望の文字や記号、磁気情報などを記したシールの貼
り付けなどの方法によって、被転写材料３の表面に情報を記録するものであってもよい。
　このような情報記録機構１２の位置についても、押圧機構４Ａと横並びの位置に限定さ
れずに、被転写材料搬送経路１６上のいずれかの位置に配置することができる。
【００３２】
　本実施形態での判読機構１３は、前記の情報記録機構１２によって所定の情報を記録し
た被転写材料３が搬送される方向に配置されている。この判読機構１３は、被転写材料３
に記録された文字や記号などの情報を読み取るために設けられており、例えば、カメラな
どの撮像装置や磁気情報の読取り装置によって前記の文字や記号を読み取る。
【００３３】
　本実施形態での後処理機構１４は、前記の判読機構１３によって所定の情報を読み取っ
た被転写材料３が搬送される方向に配置されている。この後処理機構１４は、例えば被転
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写材料３のパターン転写した領域を打ち抜くための打ち抜き機のほか、所定の波長の光を
照射するランプ、加熱用ヒータ、所定の気体や液体材料を被転写材料３の表面に供給する
機構等がある。なお、これらの後処理機構１４は、前記の判読機構１３によって読み取っ
た文字や記号情報に基づいて動作内容が定まるよう制御される。例えば、本実施形態にお
ける後処理機構１４が打ち抜き機であれば、判読機構１３で読み取った情報によって被転
写材料３の打ち抜き位置を変えたり、打ち抜いて得られた被転写材料３の個片部を読み取
った情報に従って選別することができる。例えば、前記したように、一定回数のパターン
転写毎に離型処理を施す場合、離型処理してから経過したパターン転写回数によって被転
写材料３の表面に付着する離型剤の量が異なる場合がある。そこで、前記の離型処理して
から経過したパターン転写回数を情報記録機構１２で記録し、この記録情報を判読機構１
３で読み取り、後処理機構１４（打ち抜き機）で選別して、被転写材料３の個片部を回収
することができる。このとき、製品（デバイス）の要求仕様を満たす条件を記録した個片
部のみを回収すれば、特性の揃ったものだけを自動的に選択して得ることができ、被転写
材料３にパターン転写して得られる製品（デバイス）の性能を安定化させることができる
。
　また、後処理機構１４は、このような打ち抜き機に限定されずに、例えば、被転写材料
３のパターン転写した領域に、保護コーティングを施す後処理を行うための機構であって
もよい。
【００３４】
　また、情報記録用モールド２０には、被転写材料３に転写する記録情報を複数並べて配
置、形成しておき、パターン転写時には情報記録用モールド２０の所望の記録情報が設け
られた領域を、上側押圧部材１９ａと下側押圧部材１９ｂによって被転写材料３に押圧さ
れるように、図示しない移動機構で情報記録用モールド２０を移動させて、記録情報を転
写することができる。
【００３５】
　また、図２に示すように、モールド２と情報記録用モールド２０とは、被転写材料３の
同一平面上に配置されているが、お互いに被転写材料３の相対する表面にそれぞれ配置さ
れてもよい。また、モールド２と情報記録用モールド２０が被転写材料３の同一平面上に
のみ配置されているが、モールド２と情報記録用モールド２０の一方か、或いは両方が被
転写材料３の両面に配置されてもよい。このほか、情報記録用モールド２０を用いずに、
例えば上側押圧部材１９ａと下側押圧部材１９ｂの少なくともいずれか一方の、被転写材
料３と接する表面上に配置するように、記録情報が変更可能な印章部材を内蔵させておき
、この印章部材によって被転写材料３に刻印することによっても情報の記録が可能である
。
【００３６】
　また、図２では情報記録機構１２が押圧部材からなり、パターン転写用の押圧機構４Ａ
とは独立して制御する場合の例を示したが、情報記録機構の変形例の部分斜視図である図
３に示すように、押圧機構４Ａの上側押圧部材６ａと下側押圧部材６ｂを拡張して、情報
記録用モールド２０を一括して加圧することによっても、必要な情報を記録することがで
きる。また、情報記録用モールド２０を用いず、これに相当する位置の上側押圧部材６ａ
と下側押圧部材６ｂの少なくともいずれか一方に、前述のような印章部材を内蔵させてお
き、モールド２によるパターン転写と、内蔵した印章部材による刻印とを同時に施しても
よい。
【００３７】
（第２実施形態）
　次に、本発明の第２実施形態について適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
本実施形態において、前記第１実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付して
その詳細な説明は省略する。
【００３８】
　構成説明図である図４に示すように、本実施形態に係るパターン転写装置１Ｂは、図１
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に示す上側押圧部材６ａ及び下側押圧部材６ｂとで構成される押圧機構４Ａに代えて、上
側ロール５ａ及び下側ロール５ｂとで構成される押圧機構４Ｂを備え、図１に示す上側押
圧部材１９ａと下側押圧部材１９ｂとで構成される情報記録機構１２に代えて、後記する
上側ロール２１ａと下側ロール２１ｂとで構成される情報記録機構１２を備える以外は、
第１実施形態と同様に構成されている。ちなみに、ヒータは、上側ロール５ａ側に配置す
ることを想定しているが、ヒータは、上側ロール５ａ及び下側ロール５ｂの少なくともい
ずれかに配置されていればよい。
【００３９】
　このパターン転写装置１Ｂでは、反時計周りに回転（左回転）する上側ロール５ａと、
時計回りに回転する（右回転）する下側ロール５ｂとの間に、重ね合わせられたモールド
２及び被転写材料３が供給されて押圧されるようになっている。
【００４０】
　このパターン転写装置１Ｂは、第１実施形態に係るパターン転写装置１Ａと同様の作用
効果を奏することができると共に、次のような作用効果をも奏することができる。
　このようなパターン転写装置１Ｂによれば、モールド２及び被転写材料３を連続して押
圧機構４Ｂに送り込んで被転写材料３に凹凸パターンを形成することができる。したがっ
て、このパターン転写装置１Ｂは、スタンプ式の押圧機構４Ａを備える第１実施形態に係
るパターン転写装置１Ａ（図１参照）と比較して、凹凸パターンの転写速度を高めること
ができる。
　図４中、符号２１ａ及び符号２１ｂは、次に説明する情報記録機構１２としての上側ロ
ール及び下側ロールである。
【００４１】
　次に参照する図５は、図４のパターン転写装置の情報記録機構の周辺を示す部分斜視図
である。
　図５に示すように、情報記録機構１２を構成する上側ロール２１ａと下側ロール２１ｂ
は、モールド２と並走するように被転写材料３に重ねられる情報記録用モールド２０と、
被転写材料３とを挟んで押圧するように構成されている。そして、上側ロール２１ａ及び
下側ロール２１ｂの少なくともいずれか一方にヒータが配置されている。そして、所定の
タイミングで情報記録用モールド２０と被転写材料３とを挟んで押圧することで、被転写
材料３のパターン転写された領域と関連付けされた位置に対して、文字や記号などの情報
を刻印で記録するようになっている。
【００４２】
　また、情報記録用モールド２０には、被転写材料３に転写する記録情報を複数並べて配
置、形成しておき、パターン転写時には情報記録用モールド２０の所望の記録情報が設け
られた領域を、上側ロール２１ａと下側ロール２１ｂによって被転写材料３に押圧される
ように、図示しない移動機構で情報記録用モールド２０を移動させて、記録情報を転写す
ることができる。
【００４３】
　また、図５に示すように、モールド２と情報記録用モールド２０とは、被転写材料３の
同一平面上に配置されているが、お互いに被転写材料３の相対する面（表裏面）にそれぞ
れ配置されてもよい。また、モールド２と情報記録用モールド２０が被転写材料３の同一
平面上にのみ配置されているが、モールド２と情報記録用モールド２０の一方か、或いは
両方が被転写材料３の両面に配置されてもよい。
【００４４】
　また、図５では情報記録機構１２が上側ロール２１ａ及び下側ロール２１ｂからなり、
パターン転写用の押圧機構４Ｂとは独立して制御する場合の例を示したが、情報記録機構
の変形例の部分斜視図である図６に示すように、押圧機構４Ｂの上側ロール５ａと下側ロ
ール５ｂを拡張して、情報記録用モールド２０を一括して加圧することによっても、必要
な情報を記録することができる。また、情報記録用モールド２０を用いず、これに相当す
る位置の上側ロール２１ａと下側ロール２１ｂの少なくともいずれか一方に、前述のよう
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な印章部材を内蔵させておき、モールド２によるパターン転写と、内蔵した印章部材によ
る刻印とを同時に施してもよい。
【００４５】
　なお、図５では押圧機構４Ｂと情報記録機構１２を概ね並列に配置しているが、パター
ン転写した箇所と情報を記録する位置が被転写材料３の送り方向Ｙに沿って一方がシフト
して配置されてもよい。その場合、本実施形態においては、被転写材料３は連続的に搬送
され続けるため、押圧機構４Ｂによって被転写材料３にパターン転写した領域が情報記録
機構１２の位置に到達した時点で、パターン転写領域に関連付けられる位置に情報が記録
できるようにする必要がある。つまり、モールド２が有する凹凸パターンと、情報記録用
モールド２０が有する凹凸パターンが配置される周期とは、同一の周期であるか、一方の
凹凸パターンの間隔の整数倍に相当する周期で配置することが望ましい。
【００４６】
　本実施形態においても、第１実施形態と同様に、図４の後処理機構１４が打ち抜き機で
あれば、判読機構１３で読み取った情報によって被転写材料３の打ち抜き位置を変えたり
、打ち抜いて得られた被転写材料３の個片部を読み取った情報に従って選別することがで
きる。このとき、製品（デバイス）の要求仕様を満たす条件を記録した個片部のみを回収
すれば、特性の揃ったものだけを自動的に選択して得ることができ、被転写材料３にパタ
ーン転写して得られる製品（デバイス）の性能を安定化させることができる。
　また、後処理機構１４は、このような打ち抜き機に限定されずに、例えば、被転写材料
３のパターン転写した領域に、保護コーティングを施す後処理を行うための機構であって
もよい。
【００４７】
（第３実施形態）
　次に、本発明の第３実施形態について適宜図面を参照しながら詳細に説明する。なお、
本実施形態において、前記第２実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付して
その詳細な説明は省略する。
【００４８】
　構成説明図である図７に示すように、本実施形態に係るパターン転写装置１Ｃは、図４
に示した構成における後処理機構として、被転写材料３に所定の波長の光を照射するため
の光照射機構２２、被転写材料３に付着した離型剤を分解し得る溶剤を吹き付けるための
清浄化機構２４、被転写材料３のパターン転写した領域を選別して打ち抜き、回収するた
めの回収機構２６が設けられ、且つ、記録情報を読み取って各機構にフィードバックする
ための判読機構１３、２３、２５がそれぞれ設けられている。
【００４９】
　このパターン転写装置１Ｃでは、押圧機構４Ｂによってパターン転写された被転写材料
３の表面に情報記録機構１２で情報を記録し、記録情報を判読機構１３で読み取って光照
射機構２２に情報をフィードバックして、光の照射強度や照射時間などを制御してもよい
。このとき、照射する光が離型剤を分解し得る波長になる光源を選択しておき、パターン
転写直後の離型剤付着量に応じて光照射の条件を制御することで、光照射後の被転写材料
３の表面の性状を同等にできる。このようにすれば、製品（デバイス）の要求仕様を満た
すように特性の揃ったものだけを得ることができるため、製品（デバイス）の性能を安定
化させることができる。
【００５０】
　また、前記の記録情報を判読機構２３で読み取って清浄化機構２４に情報をフィードバ
ックして、溶剤の吹き付け量や吹き付け時間などを制御してもよい。このとき、パターン
転写直後の離型剤付着量に応じて溶剤の吹き付け条件を制御することで、光照射後の被転
写材料３の表面の性状を同等にできる。よって、前述の場合と同様に製品（デバイス）の
の性能を安定化させることができる。
【００５１】
　さらに、前記の記録情報を判読機構２５で読み取って回収機構２６に情報をフィードバ
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ックして、被転写材料３の必要な領域、或いは不要な領域を選別して打ち抜き、回収する
ことができる。よって、第１実施形態及び第２実施形態と同様に、製品（デバイス）の要
求仕様を満たす特性の揃ったものだけを自動的に選択して得ることができ、製品（デバイ
ス）の性能を安定化させることができる。
【００５２】
　以上、本発明の第１実施形態ないし第３実施形態について説明したが、本発明は前記実
施形態に限定されず、種々の形態で実施することができる。
　本実施形態の情報記録機構１２で被転写材料３に記録する情報として、モールド２に離
型処理してからのパターン転写回数を挙げたが、本発明は離型処理に限定するものではな
く、同様に一定のパターン転写回数毎に何らかの処理をモールド２もしくは被転写材料３
に施したときのパターン転写の経過回数を記録して、後処理機構１４による処理にフィー
ドバックしてもよい。
【００５３】
　また、本実施形態ではパターン転写の経過回数を記録情報としたが、本発明はこれに限
定されるものでなく、任意の前処理における処理条件などを記録して、後処理機構１４に
フィードバックしてもよい。
【００５４】
　また、前述のパターン転写の経過回数や任意の前処理条件などは、単独で記録するだけ
でなく、複数の情報を併せて記録してもよい。
【００５５】
　また、前述したような、後処理機構１４にフィードバックするための記録情報だけでな
く、例えば日付や時刻、パターン転写している場所の温度や湿度、モールドや被転写材料
のロット情報などを併せて記録すれば、製品（デバイス）に不良が生じた際の来歴を調査
するのに有用である。
【符号の説明】
【００５６】
　１Ａ　　パターン転写装置
　１Ｂ　　パターン転写装置
　１Ｃ　　パターン転写装置
　２　　　モールド
　３　　　被転写材料
　４Ａ　　押圧機構
　４Ｂ　　押圧機構
　５ａ　　上側ロール
　５ｂ　　下側ロール
　６ａ　　上側押圧部材
　６ｂ　　下側押圧部材
　７　　　離型剤供給機構（前処理機構）
　８ａ　　ロール
　８ｂ　　ロール
　８ｃ　　ロール
　８ｄ　　ロール
　９ａ　　送出しリール
　９ｂ　　巻取りリール
　１０　　モールド搬送機構
　１１　　被転写材料搬送機構
　１２　　情報記録機構
　１３　　判読機構
　１４　　後処理機構
　１５　　モールド搬送経路
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　１６　　被転写材料搬送経路
　１９ａ　上側押圧部材
　１９ｂ　下側押圧部材
　２０　　情報記録用モールド
　２１ａ　上側ロール
　２１ｂ　下側ロール
　２２　　光照射機構
　２３　　判読機構
　２４　　清浄化機構
　２５　　判読機構
　２６　　回収機構

【図１】 【図２】
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